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(57)【要約】
【課題】ロードポートに載置されて蓋が開けられた基板
収納容器内部の気体を、効率良く置換する。
【解決手段】ミニエンバイロメント装置に設けられたロ
ードポートは、ポートドアが開いた開口を閉鎖する高速
シャッターを有する。ポートドアが基板収納容器の蓋を
外した後は、高速シャッターが閉じてミニエンバイロメ
ント装置と基板収納容器を分離する。このため、基板収
納容器の雰囲気はミニエンバイロメント装置と独立して
管理できる。また、蓋を外した状態でも基板収納容器内
に不活性ガスを循環させることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板収納容器とミニエンバイロメント装置との間の基板の搬送口となるロードポートで
あって、
　前記ロードポートは、前記基板収納容器が載置される載置台と、
　前記基板収納容器の蓋に対向する開口部と、
　前記開口部を開閉するとともに、前記蓋を保持し、前記蓋の取り外しおよび取り付けを
行うポートドアと、
　前記開口部を閉鎖する高速シャッターと、を備え、
　前記ポートドアが前記蓋を取り外した状態で、前記高速シャッターが前記開口部の閉鎖
を行うことを特徴とするロードポート。
【請求項２】
　前記基板収納容器は、ガス供給用の開閉バルブおよびガス排気用の開閉バルブを備え、
　前記載置台には、前記ガス供給用の開閉バルブに置換ガスを供給するガス供給用ノズル
と、
　前記ガス排気用の開閉バルブから前記基板収納容器内の気体を排気する排気用ノズルと
、が設けられていることを特徴とする、請求項１記載のロードポート。
【請求項３】
　前記高速シャッターが前記基板の取り出し口を備え、前記取り出し口の周縁にガスの吹
き出し口が配置されていることを特徴とする、請求項１または２に記載のロードポート。
【請求項４】
　ロードポートを備えるミニエンバイロメント装置と、基板収納容器との間の基板の搬送
方法であって、
　前記ロードポートの開口部に設けられたポートドアが、前記基板収納容器の蓋を保持し
取り外すステップと、
　前記ロードポートに設けられた高速シャッターが閉じられ前記開口部を閉鎖するステッ
プと、
　搬送アームが、前記開口部から前記基板収納容器内に進入し、前記基板の搬出または搬
入を行うステップと、を含むことを特徴とする基板の搬送方法。
【請求項５】
　少なくとも前記開口部を閉鎖するステップは、前記基板収納容器のガス供給用の開閉バ
ルブから置換ガスが供給され、前記基板収納容器のガス排気用の開閉バルブから排気がさ
れる状態で行われることを特徴とする請求項４に記載の基板の搬送方法。
【請求項６】
　前記高速シャッターが、周縁にガスの吹き出し口が配置された前記基板の取り出し口を
備え、前記基板の表面に不活性ガスを吹き付けるステップをさらに有することを特徴とす
る、請求項４または５に記載の基板の搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウェーハなどの基板の出し入れを行うロードポートに関し、特にロー
ドポートに連結される基板収納容器内の雰囲気を効率的に管理できるロードポートおよび
基板の搬送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高い清浄度の環境が必要とされる半導体の製造工程では、クリーンルームの稼動コスト
削減のため、クリーンルーム全体の清浄度を向上させる代わりに、半導体基板の周囲の局
所的な空間のみを高い清浄度で管理するミニエンバイロメント方式が採用されている。
【０００３】
　ミニエンバイロメント方式では、ミニエンバイロメント装置内の空間がファンフィルタ
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ユニットによるダウンフローによって高い清浄度に管理され、半導体基板の搬送、処理、
検査などが行われる。ミニエンバイロメント装置の外部では、半導体基板は清浄な環境を
保つ蓋付きの基板収納容器で運搬され、基板収納容器からミニエンバイロメント装置に設
けられたロードポートを介して基板の受け渡しが行われる。
【０００４】
　ロードポートには半導体基板の出し入れを行うための開口部と、開口部を開閉するポー
トドアが設けられている。ポートドアは基板収納容器の蓋を保持し開閉するオープナ機構
を備え、ロードポートの所定位置に運ばれた基板収納容器の蓋は、ポートドアに保持され
て外される。
【０００５】
　蓋が外されポートドアが開くと、搬送アームが基板収納容器内に進入し、半導体基板の
搬送が行われる。このようなミニエンバイロメント装置は、特許文献１および２に開示さ
れている。
【０００６】
　通常、基板収納容器は置換ガスとして不活性ガスが充填され密閉されるが、ロードポー
トに連結され基板収納容器の蓋が外されると、基板収納容器にはミニエンバイロメント装
置内の気体が流入する。近年、半導体プロセスの微細化に伴い、雰囲気中の水分による影
響が大きくなり、蓋が外された状態においても基板収納容器内を低湿度雰囲気に管理する
ことが求められている。
【０００７】
　基板収納容器にミニエンバイロメント装置内の気体が流入するのを防ぎ、低湿度雰囲気
に管理するためには、搬送アームが半導体基板の搬送を行うとき以外は蓋とポートドアを
閉じることが考えられる。しかし、蓋を保持するポートドアの開閉には時間がかかり、ポ
ートドアの開閉を繰り返し行うことは、搬送アームによる半導体基板の搬送効率を低下さ
せる。
【０００８】
　特許文献２には、蓋体を外した状態で開口部から基板収納容器内に不活性ガスを流し込
むユニットが開示されているが、ミニエンバイロメント装置のダウンフローエアが基板収
納容器内に流れ込むことは避けられず、基板収納容器内の湿度を１５％以下に保つのは難
しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３９８３２５４号
【特許文献２】特許第４０１２１９０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明は基板収納容器の蓋が外された状態でも、基板収納容器内を低湿度雰囲
気に保つロードポートを提供すること、および基板収納容器内を低湿度雰囲気に保ちつつ
基板の搬送を行う方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のロードポート装置は、基板収納容器とミニエンバイロメント装置との間の基板
の搬送口となるロードポートであって、前記ロードポートは、前記基板収納容器が載置さ
れる載置台と、前記基板収納容器の蓋に対向する開口部と、前記開口部を開閉するととも
に、前記蓋を保持し、前記蓋の取り外しおよび取り付けを行うポートドアと、前記開口部
を閉鎖する高速シャッターと、を備え、前記ポートドアが前記蓋を取り外した状態で、前
記高速シャッターが前記開口部の閉鎖を行うことを特徴とする。
　さらに、本発明のロードポート装置は、前記基板収納容器はガス供給用の開閉バルブお
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よびガス排気用の開閉バルブを備え、前記載置台には、前記ガス供給用の開閉バルブに置
換ガスを供給するガス供給用ノズルと、前記ガス排気用の開閉バルブから前記基板収納容
器内の気体を排気する排気用ノズルと、が設けられていることを特徴とする。
　また、本発明のロードポート装置は、前記高速シャッターが前記基板の取り出し口を備
え、前記取り出し口の周縁にガスの吹き出し口が配置されていることを特徴とする。
　本発明の基板の搬送方法は、ロードポートを備えるミニエンバイロメント装置と、基板
収納容器との間の基板の搬送方法であって、前記ロードポートの開口部に設けられたポー
トドアが、前記基板収納容器の蓋を保持し取り外すステップと、前記ロードポートに設け
られた高速シャッターが閉じられ前記開口部を閉鎖するステップと、搬送アームが、前記
開口部から前記基板収納容器内に進入し、前記基板の搬出または搬入を行うステップと、
を含むことを特徴とする。
　さらに、本発明の基板の搬送方法は、少なくとも前記開口部を閉鎖するステップは、前
記基板収納容器のガス供給用の開閉バルブから置換ガスが供給され、前記基板収納容器の
ガス排気用の開閉バルブから排気がされる状態で行われることを特徴とする。
　また、本発明の基板の搬送方法は、前記高速シャッターが、周縁にガスの吹き出し口が
配置された取り出し口を備え、前記基板の表面に不活性ガスを吹き付けるステップをさら
に有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のロードポートは、基板収納容器の蓋が外された状態でも基板収納容器内を低湿
度雰囲気に保ち、基板収納容器内を低湿度雰囲気に保ちつつ基板の搬送を行うことを可能
とする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】基板収納容器がロードポートの所定位置に載置された状態を示す図である。
【図２】基板収納容器から半導体基板を取り出す状態を示す図である。
【図３】ロードポートの開口が高速シャッターにより閉鎖された状態を示す図である。
【図４】他の実施形態のロードポートを示す図である。
【図５】他の実施形態におけるシャッターの構造を示す図である。
【図６】他の実施形態においてロードポートの開口が高速シャッターにより閉鎖された状
態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について、本発明のロードポートが取付けられたミニエンバ
イロメント装置を例に説明する。
【００１５】
　図１は本発明のロードポート２に、複数の半導体基板８を収納した基板収納容器が運ば
れ、載置台４の所定位置に載置された状態を示している。
【００１６】
　ミニエンバイロメント装置１は、天井に設けられたファンフィルタユニットからクリー
ンエアがダウンフローされ（図中の矢印）、空間内を高い清浄度に保つ。ミニエンバイロ
メント装置１の側壁には、本発明のロードポート２が設けられている。ロードポートはミ
ニエンバイロメント装置内外での基板搬送口となり、基板収納容器の蓋に対向する開口部
と、この開口部を開閉するポートドア３を備える。ポートドア３は基板収納容器の蓋オー
プナ機構を有し、基板収納容器の蓋５を取り外しおよび取り付けができる。搬送アーム７
は基板収納容器内に進入して半導体基板８を搬送する。
【００１７】
　本発明のロードポート２は開口部を閉鎖する高速シャッター９を備える。図１の実施例
ではロードポート２の側壁内に、ポートドア３が基板収納容器の蓋を外した後、開口部を
閉鎖する高速シャッター９が開口部の上下に設けられている。高速シャッター９はポート
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ドア３よりも高速に動作し、短時間で開口部を閉鎖することができるものであれば、１枚
のシャッター、横方向に移動するシャッターなどを採用することも可能であり、設置場所
も側壁内に限るものではない。
【００１８】
　基板収納容器本体６の底面には、内部の気体を置換するために不活性ガスを供給するガ
ス供給用の開閉バルブ１０および内部の気体を排気する排気用の開閉バルブ１１を有して
おり、それぞれロードポート２の載置台４に設けられたガス供給用ノズル１２および排気
用ノズル１３と連結されている。ガス供給用ノズル１２と排気用ノズル１３は、それぞれ
図示しない不活性ガス供給装置と排気装置に連結しており、基板収納容器本体６に不活性
ガスを供給し、内部の気体を排気することができる。
【００１９】
（半導体基板の搬送方法）
　次に本発明の基板の搬送方法について、基板収納容器からミニエンバイロメント装置に
半導体基板を搬出する工程を例に説明する。
【００２０】
　複数の半導体基板８を収納し密封された基板収納容器は、基板収納容器の蓋５がロード
ポートの開口部を閉鎖しているポートドア３と対向するように、載置台４の所定位置に運
ばれる（図１）。ポートドア３はオープナ機構により基板収納容器本体６から蓋５を取り
外し、基板収納容器の蓋５を保持した状態でミニエンバイロメント装置の内部に後退する
。
【００２１】
　基板収納容器の蓋５が外され連通した開口部から、搬送アーム７が基板収納容器本体６
に進入し、半導体基板８を取り出す（図２）。搬送アーム７が半導体基板８を保持して基
板収納容器本体６から退避すると、側壁に設けられた高速シャッター９が閉じてロードポ
ートの開口部を閉鎖する（図３）。高速シャッター９が閉じることにより、ミニエンバイ
ロメント装置１から基板収納容器本体６への、または基板収納容器本体６からミニエンバ
イロメント装置内１へのガスが流れ込みは防止される。
【００２２】
　搬送アーム７は取り出した半導体基板を、図示しない搬送機構に渡し次の半導体基板８
を取り出すために再びロードポートの開口部に向かう。搬送アーム７が開口部に近付くと
、高速シャッター９が開き、搬送アーム７は基板収納容器本体６から次の半導体基板８を
取り出す（図２）。半導体基板８が取り出されると再び高速シャッター９が閉じて、基板
収納容器本体６はミニエンバイロメント装置１から分離される（図３）。この作業が繰り
返し行われ、基板収納容器が運搬した複数の半導体基板８が、ミニエンバイロメント装置
内１に搬送される。
【００２３】
　本発明が備える高速シャッター９の動きは高速であるため、搬送アーム７が半導体基板
８を取り出すタクトタイムに影響を与えない。また、搬送アーム７が半導体基板８を取り
出すとき以外は高速シャッター９が閉じているため、搬送アーム７が半導体基板を取り出
す間隔が長時間あいても、基板収納容器内の雰囲気はミニエンバイロメント装置内の雰囲
気の影響を受けずに独立して管理できる。
【００２４】
　本発明の搬送方法では基板収納容器本体６には、ガス供給用の開閉バルブ１０から置換
ガスとして不活性ガスが供給され、排気用の開閉バルブ１１から排気が行われる。基板収
納容器の蓋５が外された状態で基板収納容器本体６の内部は不活性ガスが循環し、常に低
湿度の環境に保つことができる。
【００２５】
　従来の高速シャッターがないロードポートでは、基板収納容器の蓋が外された状態で基
板収納容器のガス供給用の開閉バルブから不活性ガスを流すと、基板収納容器本体の開口
から常に不活性ガスがミニエンバイロメント装置１内に吹き出し、ミニエンバイロメント
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装置１のクリーンエアのダウンフローを乱してしまう。
【００２６】
　本発明では、搬送アーム７が半導体基板８を取り出すとき以外は高速シャッター９が閉
じているので、基板収納容器本体６とミニエンバイロメント装置１は分離される。このた
め、蓋５が外された基板収納容器本体６に、ガス供給用の開閉バルブ１０から置換のため
に不活性ガスを流した状態でも、高速シャッター９が閉じている状態ではガス排気用の開
閉バルブ１１から排気され、ミニエンバイロメント装置１内に吹き出すことはなく、クリ
ーンエアのダウンフローの乱れを抑制できる。
【００２７】
　以上、基板収納容器から半導体基板８を取り出す工程を例に説明したが、基板収納容器
に半導体基板８を搬入する工程においても、搬送アーム７が半導体基板８を収納するとき
以外は高速シャッター９が閉じているため、ミニエンバイロメント装置１と基板収納容器
本体６との間でガスの流れが防げるので同様の効果が得られる。
【００２８】
　本実施形態によれば蓋が外された状態で、高速シャッターがロードポートの開口を閉鎖
するので、基板収納容器の雰囲気をミニエンバイロメント装置とは独立して管理すること
ができる。また、蓋が外された状態でも基板収納容器に不活性ガスを循環させることがで
きるため、基板収納容器の雰囲気を低湿度雰囲気に保ちつつ半導体基板の搬送を行うこと
ができる。
【００２９】
　本発明のロードポートの他の実施形態を図４～図６に示す。他の実施形態のロードポー
ト２は、図４に示すように高速シャッター１９を上方に１枚配置した例であり、基板収納
容器本体６から蓋５を取り除いた後に、図６に示すように高速シャッター１９が下降する
ことで、ロードポートの開口部を閉鎖する。
【００３０】
　図５（ａ）は高速シャッター１９をミニエンバイロメント装置側から見た正面図であり
、図５（ｂ）は高速シャッター１９の断面図である。高速シャッター１９の中央部には半
導体基板を取り出すための取り出し口１４が形成されている。取り出し口１４は、搬送ア
ーム７が通過できて半導体基板８を搬入、搬出ができる大きさに形成されている。
【００３１】
　ロードポート２は、開口部を閉鎖した高速シャッター１９の位置を制御して、取り出し
口１４の高さを搬送アーム７がアクセスしたい半導体基板８の高さに対応させる。このよ
うに高速シャッター１９の位置を制御することにより、搬送アーム７は取り出し口１４を
介して基板収納容器内の全ての半導体基板８にアクセス可能である。
【００３２】
　また、図５に示すように、高速シャッター１９の取り出し口１４の周縁に、不活性ガス
流路１７に連結された吹き出し口１５を設け、搬送中の半導体基板８の表面に不活性ガス
１８を吹き付けることもできる。
【００３３】
　さらに、取り出し口１４の上方および下方には、吹き付けられた不活性ガスを排気する
排気口１６が形成されており、基板収納容器内に収納される半導体基板８の汚染を防止し
ている。排気口１６は図示しない通気部と外部へ接続される連通部とを介して外部に備え
られた減圧ユニット（真空ポンプ）に接続される。排気口１６から吸引した気体は外部へ
と排気されるか、またはフィルターを介して有機ガス、パーティクルなどを取り除き、循
環して使用される。
【００３４】
　ロードポートの開口部にこのような高速シャッター１９を設けることで、基板収納容器
から蓋５を取り除いた後も、高速シャッター１９で開口部を閉鎖してガス供給用の開閉バ
ルブ１０と排気用の開閉バルブ１１から基板収納容器内を不活性ガスで置換することがで
きる。
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【００３５】
　また、取り出し口１４の高さを制御することで、特定の半導体基板をローディング、ア
ンローディング可能とできる。さらに、取り出し口１４の周縁に設けた吹き出し口１５か
ら不活性ガスを搬送中の半導体基板の表面に吹き付けることで、基板表面に残留する有機
ガスや汚染物を排気口１６から除去可能となり、基板収納容器内部および収納された他の
半導体基板の汚染を防止できる。
【００３６】
　本発明を実施の形態に基づき説明したが、本発明は実施の形態例に限定されるものでは
なく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更が可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　　　　　ミニエンバイロメント装置
　２　　　　　　ロードポート
　３　　　　　　ポートドア
　４　　　　　　載置台
　５　　　　　　基板収納容器の蓋
　６　　　　　　基板収納容器本体
　７　　　　　　搬送アーム
　８　　　　　　半導体基板
　９、１９　　　高速シャッター
　１０　　　　　ガス供給用の開閉バルブ
　１１　　　　　排気用の開閉バルブ
　１２　　　　　ガス供給用ノズル
　１３　　　　　排気用ノズル
　１４　　　　　取り出し口
　１５　　　　　吹き出し口
　１６　　　　　排気口
　１７　　　　　不活性ガス流路
　１８　　　　　吹き出し口からの不活性ガスの流れ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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